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® Haltering mit Flansch fur chemisch-mechanisches Polieren 



© Haltering, umfassend: 

einen im Allgemeinen ringformigen Korper mit einer obe- 
ren Oberflache, einer Bodenflache, einer Innendurchmes- 
serflache und einer Aufcendurchmesserflache, wobei die 
AuSendurchmesserflache einen nach auSen ragenden 
Flansch mit einer unteren Oberflache enthalt und die Bo- 
denflache mehrere Kanale enthalt. 
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HALTERING MIT FLANSCH FUR CHEM I S CH - MECHAN I S CHE S POLIEREN 
Hintergrund 

Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen das 
chemisch-mechanische Polieren von Substraten und insbesondere 
einerx Haltering zur Verwendung beim chemisch-mechanischen 
Polieren. 

Eine integrierte Schaltung wird fur gewohnlich auf einem 
Substrat durch die auf einanderf olgenden Abscheidungen 
leitender, halbleitender oder isolierender Schichten auf 
einem Siliziumsubstrat gebildet. Ein Herstellungsschritt 
beinhaltet die Abscheidung einer Fullmittelschicht auf einer 
nicht ebenen Oberflache und das Ebnen der Fullmittelschicht, 
bis die nicht ebene Oberflache frei liegt. Zum Beispiel kann 
eine leitende Fullmittelschicht auf einer gemusterten 
Isolierschicht abgeschieden werden, um die Graben oder Locher 
in der isolierenden Schicht zu fullen. Die Fullmittelschicht 
wird dann poliert, bis das erhabene Muster der Isolierschicht 
frei liegt. Nach dem Ebnen bilden die Abschnitte der 
leitenden Schicht, die zwischen dem erhabenen Muster der 
Isolierschicht verbleiben, Durchgange, Stecker und Leitungen, 
welche die leitenden Pfade zwischen Dunnf ilmschaltungen auf 
dem Substrat bilden. Zusatzlich ist ein Ebnen erf orderlich, 
um die Substratoberf lache fur die Photolithographie zu ebnen. 

Das chemisch-mechanische Polieren (CMP) ist eine anerkannte 
Methode der Ebnung. Diese Ebnungsmethode erfordert fur 
gewohnlich, dass das Substrat auf einem Trager oder einem 
Polierkopf einer CMP-Vorrichtung befestigt wird. Die frei 
liegende Oberflache des Substrates wird gegen eine drehende 
Polierscheibe oder ein Polierband angeordnet . Die 
Polierscheibe kann. entweder eine "standardmaSige" Scheibe 
oder eine Scheibe mit fixiertem Schleif mittel sein. Eine 
standardmaSige Scheibe hat eine dauerhafte geraute 
Oberflache, wahrend eine Scheibe mit fixiertem Schleif mittel 
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Schleifpartikel aufweist, die in einem Tragermedium gehalten 
werden. Der Tragerkopf stellt eine steuerbare Last auf dem 
Substrat bereit, urn es gegen die Polierscheibe zu drucken. 
Eine Polieremulsion, die wenigstens ein chemisch 
reaktionsf ahiges Mittel enthalt sowie Schleifpartikel, wenn 
eine standardmafiige Scheibe verwendet wird, wird zu der 
Oberflache der Polierscheibe geleitet. 

Kurzdarstellung 

In einem Aspekt betrifft die Erfindung einen Haltering, der 
ein im Allgemeinen ringf ormiger Korper mit einer oberen 
Oberflache, einer Bodenflache, einer I nnendur chmes s e r f 1 ache 
und einer AuSendurchmesserf lache ist. Die 

AuSendurchmesserf lache enthalt einen nach aufien ragenden 
Flansch mit einer unteren Oberflache, und die Bodenflache 
enthalt mehrere Kanale. 

Ausf uhrungen der Erfindung konnen eines oder mehrere der 
folgenden Merkmale enthalten. Die untere Oberflache kann im 
Wesentlichen parallel zu der oberen Oberflache und der 
Bodenflache liegen. Die AuSendurchmesserf lache kann ein 
konisch zulaufendes Segment mit einem Umfang enthalten, der 
zu der Bodenflache hin grofier ist als zu der oberen 
Oberflache. Die AuSendurchmesserf lache kann ein vertikales 
Segment zwischen dem konisch zulaufenden Segment und der 
Bodenflache enthalten. Dieses konisch zulaufende Segment kann 
einen Winkel von etwa 60° in Bezug auf die Bodenflache 
bilden. Die Innendurchmesserf lache kann ein konisch 
zulaufendes Segment mit einem Umfang enthalten, der zu der 
oberen Oberflache hin groSer ist als zu der Bodenflache. Die 
Innendurchmesserf lache kann ein vertikales Segment zwischen 
dem konisch zulaufenden Segment und der Bodenflache 
enthalten. Dieses konisch zulaufende Segment bildet einen 
Winkel von etwa 80° in Bezug auf die obere Oberflache. Die 
Bodenflache kann achtzehn Kanale enthalten. In der oberen 
Oberflache konnen mehrere Locher, z.B. achtzehn Locher, 
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ausgebildet sein. Wenigstens ein Auslassloch kann sich von 
der Innendurchmesserflache zu der AuSendurchmesserf lache 
erstrecken. Die Innendurchmesserflache kann einen Radius von 
etwa 3 00 mm neben der Bodenflache aufweisen. 

In einem anderen Aspekt betrifft die Erfindung einen 
Haltering fur einen Tragerkopf zur Verwendung beim chemisch- 
mechanischen Polieren mit einer Bef est igungsf lache fur ein 
Substrat . Der Haltering hat einen im Allgemeinen ringformigen 
unteren Abschnitt mit einer Bodenflache fur den Kontakt mit 
einer Pol ierscheibe , wobei die Bodenflache mehrere Kanale 
enthalt, und einen im Allgemeinen ringformigen oberen 
Abschnitt, der an dem unteren Abschnitt befestigt ist, wobei 
der obere Abschnitt einen Aufeendurchmesser mit einem 
ringformigen Fortsatz aufweist. 

Ausfuhrungen der Erfindung konnen eines oder mehrere der 
folgenden Merkmale enthalten. Der ringformige Fortsatz kann 
eine horizontale untere Oberflache, eine horizontale obere 
Oberflache und eine vertikale zylindrische auSere Oberflache 
haben, welche die untere Oberflache mit der oberen Oberflache 
verbindet . Der untere Abschnitt kann eine 
Innendurchmesserflache mit einem Radius von etwa 
3 00 Millimeter haben. Die AuBendurchme sser f 1 ache kann ein 
konisch zulaufendes Segment aufweisen, wobei ein Umfang der 
AuSendurchmesserf lache am oberen Abschnitt groSer als am 
unteren Abschnitt ist. Der untere Abschnitt und der obere 
Abschnitt sind als eine einzige Einheit ausgebildet. 

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung einen 
Haltering zur Verwendung beim chemi sch-mechani schen Polieren 
mit einer Bef est igungsf lache fur ein Substrat. Der Haltering 
hat eine Innendurchmesserflache mit einer konisch zulaufenden 
Oberflache. Ein Umfang des Innendurchmessers des Halteringes 
ist zu einer Bodenflache hin kleiner als zu einer oberen 
Oberflache des Halteringes. 
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Ausfuhrungen der Erfindung konnen eines oder mehrere der 
folgenden Merkmale enthalten. Die Innendurchmesserf lache kann 
eine zylindrische vertikale Oberf lache enthalten. 

5 Ein moglicher Vorteil der Erfindung ist, dass, wenn der 
Tragerkopf zur Aufnahme des Substrates an der 

Ubertragungsstation gesenkt wird, die konisch zulaufende Wand 
des AuUendurchmessers des Halteringes mit der Innenflache des 
Ladebechers in Eingriff gelangen kann, um den Haltering in 
10 Ausrichtung mit dem Substrat zu fuhren. Dadurch wird die 

Konzentrizitat des Halteringes und des Substrates, das von 
der Ubertragungsstation gehalten wird, verbessert und die 
Zuverlassigkeit des Ladeprozesses verbessert. 

15 Ein weiterer moglicher Vorteil der Erfindung ist, dass die 
flache untere Oberflache des Flansches an dem 
Aufeendurchmesser des Halteringes mit der oberen Oberflache 
des Ladebechers in Eingriff gelangen und auf dieser ruhen 
kann. Dadurch wird die Parallelitat zwischen dem Tragerkopf 

2 0 und dem Substrat verbessert und die Zuverlassigkeit des 

Ladeprozesses verbessert. Zusatzlich kommt die flache untere 
Oberflache des Flansches mit der oberen Oberflache des 
Ladebechers richtig in Eingriff, um eine Parallelitat zu 
garantieren, selbst wenn die Bodenflache des Halteringes 
25 abgerieben ist. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht, teilweise im 

3 0 Querschnitt, eines Halteringes gemaS der vorliegenden 

Erf indung . 

Figur 2A ist eine Unteransicht des Halteringes von Figur 1 . 
35 Figur 2B ist eine Seitenansicht des Halteringes von Figur 1. 
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Figur 3 ist eine perspektivische Ansicht des Halteringes von 
Figur 1 . 

Figur 4 ist eine Querschnittsansicht des Halteringes entlang 
5 der Linie 4-4 in Figur 3. 

Aus f uhr 1 i che Be s chr e ibung 

Unter Bezugnahme auf Figur 1, 4 und 5 ist ein Haltering 100 
10 im Allgemeinen ein ringformiger Ring, der an einem Tragerkopf 
einer CMP-Vorrichtung befestigt werden kann. Eine geeignete 
CMP-Vorrichtung ist in U.S. Patent Nr. 5,738,574 beschrieben 
und ein geeigneter Tragerkopf ist in U.S. Patent Nr. 
6,251,215 beschrieben. 

15 

Der Haltering 100 passt in einen Ladebecher zum 
Positionieren, Zentrieren und Halten des Substrates an einer 
Ubertragungsstation der CMP-Vorrichtung. Ein geeigneter 
Ladebecher ist in EP-A-1061558 beschrieben. Ein solcher 
2 0 Ladebecher hat eine Lippe mit einer flachen oberen Oberf lache 
und einer winkeligen Innenf lache . 

Der Haltering 100 kann aus zwei Teilen konstruiert sein. Das 
erste Teil, der untere Abschnitt 105, hat eine f lache 

25 Bodenf lache 110, die achtzehn Kanale 210 oder Rillen enthalt, 
die in Fig. 2A und 2B dargestellt sind (es konnte eine andere 
Anzahl von Kanalen vorhanden sein) . Die geraden Kanale 210 
beginnen an dem inneren Umfang und enden an dern aufieren 
Umfang der Bodenf lache 110 und konnen in gleichen 

30 Winkelabstanden um den Haltering 100 verteilt sein. Die 
Kanale sind fur gewohnlich 45° relativ zu einem radialen 
Segment ausgerichtet , das sich durch die Mitte des 
Halteringes 100 erstreckt, wobei aber andere 

Ausrichtungswinkel, wie zwischen 30° und 60° , moglich sind. 

35 

Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1, 4 und 5 bildet ein 
Innendurchmesser 115 des unteren Abschnittes 105 eine gerade 
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vertikale zylindrische Oberflache. Ira Gegensatz dazu enthalt 
die AuSendurchmesserf lache 120 des unteren Abschnittes 105 
sowohl ein vertikales Segment 125, das neben der Bodenf lache 
110 beginnt , als auch ein nach auSen schrag verlaufendes 
5 Segment 130, das sich von dem vertikalen Segment 125 nach 

oben erstreckt . Das nach auSen schrag verlaufende Segment 130 
des AuSendurchmessers kann einen Winkel von etwa 60° relativ 
zu der Bodenflache 110 des Halteringes bilden. Eine flache 
obere Oberflache 135 des unteren Abschnittes 105 liegt 

10 parallel zu der Bodenflache 110. Diese obere Oberflache 135 
trifft auf das schrag verlaufende Segment 13 0 der 
AuSendurchmesserf lache 12 0 in einem stumpfen Winkel und 
trifft auf den Innendurchmesser 115 in einem im Wesentlichen 
rechten Winkel. Der Innendurchmesser 115 definiert eine 

15 Substratauf nahmevertief ung 140 des Halteringes 100. 

Der untere Abschnitt 105 des Halteringes 100 kann aus einem 
Material gebildet sein, das gegenuber dem CMP-Prozess 
chemisch inert ist . Das Material sollte ausreichend elastisch 

2 0 sein, so dass der Kontakt des Substratrandes gegen den 

Haltering 100 kein Absplittern und keine Rissbildung beim 
Substrat verursacht . Der Haltering 100 sollte jedoch nicht so 
elastisch sein, dass er in die Substratauf nahmevertief ung 140 
extrudiert, wenn der Tragerkopf einen nach unten gerichteten 
25 Druck auf den Haltering 100 ausxibt . Der Haltering 100 sollte 
auch haltbar sein und eine geringe VerschleiSrate aufweisen, 
obwohl es fur den Haltering 100 annehmbar ist, abgerieben zu 
werden. Zum Beispiel kann der Haltering 100 aus einem 
Kunststoff, wie Polyphenylensulf id (PPS) , 

3 0 Polyethylenterephthalat (PET) , Polyetheretherketon (PEEK) , 

Polybutylenterephthalat (PBT) , Polytetraf luorethylen (PTFE) , 
Polybenzimidazol (PBI) , Polyetherimid (PEI) oder einem 
Verbundmaterial bestehen . 



35 Das zweite Teil des Halteringes 100, der obere Abschnitt 145, 
hat eine flache Bodenflache 150 und eine obere Oberflache 
160, die parallel zu der Bodenflache 150 liegt. Die obere 
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Oberflache 160 enthalt achtzehn Locher 165 zur Aufnahme von 
Bolzen, Schrauben oder anderer Kleinteile zur Befestigung des 
Halteringes 100 an dem Tragerkopf (es kann eine andere Anzahl 
von Lochern bereitgestellt sein) . Zusatzlich konnen eine oder 
5 mehrere Ausrichtungsof fnungen 170 in dem oberen Abschnitt 145 
angeordnet sein. Wenn der Haltering 100 eine 
Ausrichtungsof fnung 170 hat, kann der Tragerkopf einen 
entsprechenden Stift aufweisen, der in die 

Ausrichtungsof fnung 170 passt, wenn der Tragerkopf und der 
10 Haltering 100 richtig ausgerichtet sind. 

Die AuSendurchmesserf lache 175 des oberen Abschnittes 145 
enthalt ein nach aufeen schrag verlaufendes Segment 190, ein 
horizontales Segment 185 und ein vertikales Segment 180. Das 

15 nach aufien schrag verlaufende Segment 190 der 

AuSendurchmesserf lache 175 kann einen Winkel von etwa 60° 
relativ zu der Bodenflache 110 des Halteringes bilden. Die 
I nnendur chme sserflache 155 des oberen Abschnittes 145 
verlauft schrag nach aufien, so dass die Oberseite des 

2 0 Innendurchmessers 155 einen grofieren Durchmesser aufweist als 
der Boden. Die nach auSen schrag verlaufende 
Innendurchmesserf lache 155 kann einen Winkel von etwa 80° 
relativ zu der oberen Oberflache 160 des Halteringes bilden. 
Die obere Oberflache 160 trifft in einem im Wesentlichen 

2 5 rechten Winkel auf die AuSendurchmesserf lache 17 5, wahrend 

die Bodenflache 150 auf die AuSendurchme sserflache 175 in 
einem stumpfen Winkel trifft. Das horizontale Segment 185 
liegt parallel zu der oberen Oberflache 160 und der 
Bodenflache 150. Die obere Oberflache 160, das vertikale 

3 0 Segment 180 und das horizontale Segment 185 des oberen 

Abschnittes 145 bilden gemeinsam einen Flansch 195. 

Der obere Abschnitt 145 des Halteringes 100 kann eine oder 
mehrere Auslassof fnungen 200, z.B. vier Auslassof fnungen, 
35 enthalten, die in gleichen Winkelabstanden urn den Haltering 
beabstandet sind. Diese Auslassof fnungen 200 erstrecken sich. 
von der Innendurchmesserf lache 155 zu der 
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Aufiendurchmesserf lache 175, z.B. in dem schrag verlaufenden 
Segment 190, durch den Haltering. Die Auslassof fnungen konnen 
geneigt sein, z.B. an der Innendurchmesserf lache hoher als an 
der AuSendurchmes serf lache sein. Als Alternative konnen die 
5 Auslassof fnungen im Wesentlichen horizontal sein oder der 
Haltering kann ohne Auslassof fnungen hergestellt sein. 

Der obere Abschnitt 145 kann aus einem steifen Material, wie 
Metall, gebildet sein. Geeignete Metalle zur Bildung des 
10 oberen Abschnittes umfassen rostfreien Stahl, Molybdan oder 
Aluminium. Als Alternative kann eine Keramik verwendet 
we r den . 

Der untere Abschnitt 105 und der obere Abschnitt 145 sind an 
15 ihrer oberen Oberflache 135 und Bodenflache 150 zur Bildung 
des Halteringes 100 verbunden. Wenn der obere Abschnitt 145 
und der untere Abschnitt 105 ausgerichtet und zusammengef iigt 
sind, hat der Haltering 100 eine einheitliche , konisch 
zulaufende Oberflache 13 0, 190 in einem konstanten Winkel 
20 entlang der AuSendurchmesserf lache 120, 175. Die zwei Teile 

konnen unter Verwendung eines Haftmittels, von Schrauben oder 
einer Presspassung verbunden werden. Die Haf tmittelschicht 
kann ein zweiteiliges , langsam hartendes Epoxid sein, wie 
Magnobond-63 75™, erhaltlich von Magnolia Plastics, Chamblee, 
2 5 Ga - ' 



Wenn der Haltering 100 an einer Basis des Tragerkopfes 
befestigt ist, kann der Umfang der Oberseite des 
Aufiendurchmessers 180 im Wesentlichen derselbe sein wie der 
3 0 Umfang der Basis des Tragerkopfes, so dass kein Spalt entlang 
dem auSeren Rand des Tragerkopfes vorhanden ist. 

Im Normalbetrieb der CMP- Vorrichtung bewegt ein Roboterarm 
ein 300 mm Substrat von einem Kassettenmagazin zu einer 
35 Ubertragungsstation. An der Ubertragungsstation wird das 

Substrat im Ladebecher zentriert. Der Tragerkopf bewegt sich 
iiber dem Ladebecher in Position. Sobald der Tragerkopf und 
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der Ladebecher im Allgemeinen miteinander ausgerichtet sind, 
wird der Tragerkopf in die Position zur Aufnahme des 
Substrates gesenkt . Insbesondere wird der Tragerkopf so 
gesenkt, dass der Boden der Aufeendurchmesserf lache 12 0, 127 
5 des Halteringes in dem Ladebecher sitzt. Zur Unterstutzung 
der Zentrierung des Halteringes 100 tritt der schmalste 
Abschnitt des Halteringes 100 als erster in den Ladebecher. 
Wenn der Tragerkopf gesenkt wird, gelangt der konische 
zulaufende Rand 130, 190 mit der Innenf lache des Ladebechers 
10 in Eingriff und fiihrt den Haltering 100 in konzentrische 
Ausrichtung mit dem Ladebecher. Diese Ausrichtung richtet 
ihrerseits das Substrat und den Haltering 100 konzentrisch 
miteinander aus (unter der Annahme, dass das Substrat richtig 
im Ladebecher zentriert wurde) . 

15 

Wenn der Tragerkopf weiter gesenkt wird, gelangt der Flansch 
195 des Halteringes mit einem im Wesentlichen horizontalen 
Abschnitt des Ladebechers in Eingriff und ruht auf diesem. 
Diese flache ringformige Oberflache halt eine parallele 
2 0 Anordnung zwischen dem Substrat in dem Ladebecher und dem 
Haltering 100 und Tragerkopf aufrecht. 

Sobald das Substrat in den Tragerkopf geladen ist, wird der 
Tragerkopf aus dem Eingriff mit dem Ladebecher gehoben. Der 

25 Tragerkopf kann sich von der Ubertragungsstat ion zu jeder 

Polierstation der CMP-Vorrichtung bewegen. Wahrend des CMP-r 
Polierens ubt der Tragerkopf Druck auf das Substrat aus und 
halt das Substrat gegen die Polierscheibe. Wahrend des 
Poliervorganges ist das Substrat in der Auf nahme vert iefung 

30 140 angeordnet, die ein Entweichen des Substrates verhindert . 
Die Kanale 210 in dem Haltering 100 erleichtern den Transport 
einer Emulsion zu und von dem Substrat, wenn der Haltering 
100 mit der Polierscheibe in Kontakt steht. Sobald der 
Polierschritt beendet ist, kehrt der Tragerkopf zu einer 

35 Position iiber dem Ladebecher zuruck und senkt sich, so dass 
der Haltering 100 in den Ladebecher gefuhrt und erneut mit 
diesem in Eingriff gebracht wird. Das Substrat wird von dem 
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Tragerkopf gelost und anschlieSend zu der nachsten Stufe des 
Poliervcrganges bewegt . 

Die vorliegende Erfindung wurde im Zusammenhang mit einer 
5 Reihe von Ausfiihrungsf ormen beschrieben. Die Erfindung ist 
jedoch nicht auf die dargestellten und beschriebenen 
Aus fuhrungsf ormen beschrankt . Vielmehr ist der Umfang der 
Erfindung durch die beiliegenden Anspruche definiert. Zum 
Beispiel kann der AuSendurchmesser 180 des Halteringes 100 

10 liber dem horizontalen Segment 185 eine gerade oder schrag 
verlaufende Geometrie aufweisen. Der Innendurchmesser 14 5 
kann eine gerade, schrag verlaufende oder eine Kombi nation 
aus einer geraden und schrag verlaufenden Geometrie 
aufweisen. Der Haltering 100 kann aus einem einzigen 

15 Kunststof f teil , unter Verwendung von zum Beispiel PPS, 

hergestellt sein, anstatt aus zwei getrennten oberen 145 und 
unteren 105 Abschnitten gebildet zu sein. 
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SCHUTZANSPRUCHE 



1. Haltering, umfassenci: 



5 einen im Allgemeinen ringformigen Korper mit einer 

oberen Oberflache, einer Bodenflache, einer 
I nnendur chme sserflache und einer AuSendurchmes serf 1 ache , 
wobei die AuSendurchmesserf lache einen nach auSen 
ragenden Flansch mit einer unteren Oberflache enthalt 
10 und die Bodenf lache mehrere Kanale enthalt. 



2. Haltering gema6 Anspruch 1, wobei die untere Oberflache 
im Wesentlichen parallel zu der oberen Oberflache und 
der Bodenf lache liegt. 

15 

3. Haltering gemaS Anspruch 1, wobei die 
Auteendurchmes serf lache ein konisch zulaufendes Segment 
mit einem Umfang enthalt, der zu der Bodenf lache hin 
groEer ist als zu der oberen Oberflache. 

20 

4. Haltering gemafi Anspruch 3, wobei die 
AuSendurchmesserf lache ein vertikales Segment zwischen 
dem konisch zulaufenden Segment und der Bodenflache 
enthalt . 

25 

5. Haltering gemafi Anspruch 3, wobei das konisch zulaufende 
Segment einen Winkel von etwa 60° relativ zu der 
Bodenflache bildet. 



30 6. Haltering gemaS Anspruch 1, wobei die 

Innendurchmesserf lache ein konisch zulaufendes Segment 
mit einem Umfang enthalt, der zur oberen Oberflache hin 
groSer ist als zur Bodenflache. 

35 7. Haltering gemaS Anspruch 6, wobei die 

Innendurchmesserf lache ein vertikales Segment zwischen 
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dem konisch zulaufenden Segment und der Bodenflache 
enthalt . 

Haltering gemals Anspruch 6, wobei das konisch zulaufende 
Segment einen Winkel von etwa 80° relativ zu der oberen 
Oberf lache bildet . 

Haltering gemafi Anspruch 1, wobei die Bodenflache 
achtzehn Kanale enthalt. 

Haltering gemafi Anspruch 1, wobei in der oberen 
Oberf lache mehrere Locher ausgebildet sind. 

Haltering gemaS Anspruch 10, wobei die obere Oberf lache 
achtzehn Locher enthalt. 

Haltering gemaS Anspruch 1, des Weiteren umfassend 
wenigstens eine Auslassof f nung, die sichvon der 
Innendurchmesserf lache zu der AuSendur chme sserflache 
erstreckt . 

Haltering gemaS Anspruch 1, wobei die 
Innendurchmesserf lache einen Radius von etwa 3 00 mm 
neben der Bodenflache hat. 

Haltering fur einen Tragerkopf zur Verwendung beim 

chemisch-mechanischen Polieren mit einer 

Bef estigungsf lache fur ein Substrat, umfassend: 

einen im Allgemeinen ringf ormigen unteren Abschnitt mit 
einer Bodenflache fur den Kontakt mit einer 
Polierscheibe, wobei die Bodenflache mehrere Kanale 
enthalt; und 

einen im Allgemeinen ringf ormigen oberen Abschnitt, der 
an dem unteren Abschnitt befestigt ist, wobei der obere 
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Abschnitt einen AuSendurchmesser mit einem ringf ormigen 
Fortsatz hat . 

15. Haltering gemaS Anspruch 14, wobei der ringformige 
5 Fortsatz eine horizontale untere Oberflache, eine 

horizontale obere Oberflache und eine vertikale 
zylindrische auSere Oberflache aufweist, welche die 
untere Oberflache und die obere Oberflache verbindet . 

10 16. Haltering gemaS Anspruch 14, wobei der untere Abschnitt 
eine Innendurchmesserf lache mit einem Radius von etwa 
300 Millimetern hat. 

17. Haltering gemafi Anspruch 14, wobei die 
15 AuSendurchmesserf lache ein konisch zulaufendes Segment 

enthalt, wobei ein Umfang des konisch zulaufenden 
Segments zum oberen Abschnitt hin grofier als zum unteren 
Abschnitt ist . 

20 18. Haltering gemaiS Anspruch 14, wobei der untere Abschnitt 
und der obere Abschnitt als eine einzige Einheit 
ausgebildet sind . 

19. Haltering fur einen Tragerkopf zur Verwendung beim 
25 chemisch-mechanischen Polieren mit einer 

Bef estigungsf lache fur ein Substrat, umfassend: 

eine Innendurchmesserf lache mit einer konisch 
zulaufenden Oberflache, wobei ein Umfang des 
3 0 Innendurchmessers zu einer Bodenf lache hin kleiner ist 

als zu einer oberen Oberflache des Halteringes . 

20. Haltering gemaS Anspruch 19, wobei die 
Innendurchmesserf lache eine zylindrische vertikale 

35 Oberflache enthalt. 
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